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１．概要（Summary） 

モルフォ蝶のナノ構造発色には「高輝度干渉色ながら

広角に青い」特異な性質があり、装飾品や反射型ディス

プレイなど、様々な応用が期待される。この特異性の鍵は、

乱雑なナノ構造による「回折広がり」と「虹色干渉防止」の

巧妙な組合せと考えられ、人工模倣研究が盛んに行われ

ている[1]。また近年、我々は本発色原理（反射）を透過に

応用することで「高透過率・広角拡散・低い波長分散」を

並立する優れた光拡散材が実現できることを見出した[2]。

これを実証すべく、本課題では京都大学ナノテクノロジー

ハブ拠点の設備を利用して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

大面積超高速電子線描画装置、深堀りドライエッチング

装置 2 

【実験方法】 

大面積超高速電子線描画装置と深堀りドライエッチン

グ装置を用い、長方形／正方形から成る乱雑ナノパター

ンを 4 インチ Si ウエハ上に作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したSiナノパターンのSEM像をFig. 1に示す。

電子線描画により、幅約 300 nmのナノパターンを高精

細に描画できていることが分かる。また、可変成形ビー

ムによる高速描画により、計 12 mm 角にわたる面積の

描画はわずか 2時間以内で終了した。 

光学測定の結果、本構造はモルフォ拡散特性を示し、

電磁場シミュレーションによる設計とほぼ一致することが

分かった。今後はパターン形状の検討などを行い、さら

なる高機能化を目指す。 
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Fig. 1 SEM images of the rectangular/square 

nanopatterns fabricated on a 4-inch Si wafer. 

Scale bars: 1 μm. 


